
书书书

犐犆犛２９．０４５
犎８０

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２４５７５—２００９

硅和外延片表面犖犪、犃犾、犓和犉犲的

二次离子质谱检测方法

犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱犳狅狉犿犲犪狊狌狉犻狀犵狊狌狉犳犪犮犲狊狅犱犻狌犿，犪犾狌犿犻狀狌犿，狆狅狋犪狊狊犻狌犿，

犪狀犱犻狉狅狀狅狀狊犻犾犻犮狅狀犪狀犱犲狆犻狊狌犫狊狋狉犪狋犲狊犫狔狊犲犮狅狀犱犪狉狔犻狅狀犿犪狊狊狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋狉狔

２００９１０３０发布 ２０１００６０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准修改采用ＳＥＭＩＭＦ１６１７０３０４《二次离子质谱法测定硅和硅外延衬底表面上钠、铝和钾》。

本标准对ＳＥＭＩＭＦ１６１７０３０４格式进行了相应调整。为了方便比较，在资料性附录Ｂ中列出了本标准

章条和ＳＥＭＩＭＦ１６１７０３０４章条对照一览表。并对ＳＥＭＩ１６１７０３０４条款的修改处用垂直单线标识在

它们所涉及的条款的页边空白处。

本标准与ＳＥＭＩＭＦ１６１７０３０４相比，主要技术差异如下：

———去掉了“目的”、“关键词”。

———将实际测试得到的单一试验室的精密度结果代替原标准中的精度和偏差部分，并将原标准中

的精度和偏差部分作为资料性附录Ａ。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研

究所。

本标准主要起草人：何友琴、马农农、丁丽。
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硅和外延片表面犖犪、犃犾、犓和犉犲的

二次离子质谱检测方法

１　范围

１．１　本标准规定了硅和外延片表面Ｎａ、Ａｌ、Ｋ和Ｆｅ的二次离子质谱检测方法。本标准适用于用二次

离子质谱法（ＳＩＭＳ）检测镜面抛光单晶硅片和外延片表面的Ｎａ、Ａｌ、Ｋ和Ｆｅ每种金属总量。本标准测

试的是每种金属的总量，因此该方法与各金属的化学和电学特性无关。

１．２　本标准适用于所有掺杂种类和掺杂浓度的硅片。

１．３　本标准特别适用于位于晶片表面约５ｎｍ深度内的表面金属沾污的测试。

１．４　本标准适用于面密度范围在（１０
９
～１０

１４）ａｔｏｍｓ／ｃｍ２ 的Ｎａ、Ａｌ、Ｋ和Ｆｅ的测试。本方法的检测限

取决于空白值或计数率极限，因仪器的不同而不同。

１．５　本测试方法是对以下测试方法的补充：

１．５．１　全反射Ｘ射线荧光光谱仪（ＴＸＲＦ），其能够检测表面的原子序数Ｚ较高的金属，如Ｆｅ，但对

Ｎａ、Ａｌ、Ｋ没有足够低的检测限（＜１０
１１ａｔｏｍｓ／ｃｍ２）。

１．５．２　对表面的金属进行气相分解（ＶＰＤ），然后用原子吸收光谱仪（ＡＡＳ）或电感耦合等离子体质谱

仪（ＩＣＰＭＳ）测试分解后的产物，金属的检测限为（１０８～１０
１０）ａｔｏｍｓ／ｃｍ２。但是该方法不能提供空间分

布信息，并且金属的气相分解预先浓缩与每种金属的化学特性有关。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＡＳＴＭＥ１２２　评价一批产品或一个工艺过程质量的样品大小的选择规程

ＡＳＴＭＥ６７３　表面分析的相关术语

３　术语和定义

ＡＳＴＭＥ６７３确立的术语和定义适用于本标准。

４　试验方法概要

４．１　将镜面抛光硅单晶片样品装入样品架，并将样品架送入ＳＩＭＳ仪器的分析室。

４．２　用一次氧离子束，通常是Ｏ２
＋，以小于０．０１５ｎｍ／ｓ（０．９ｎｍ／ｍｉｎ）的溅射速率轰击每个样品表面。

４．３　分析面积因仪器的不同而不同，范围从１００μｍ×１００μｍ到１ｍｍ×１ｍｍ。

４．４　因仪器的不同，将氧气分子喷射或泄漏使其集中在分析区域内。

４．５　正的二次离子
２３Ｎａ，２７Ａｌ，３９Ｋ，５４Ｆｅ经过质谱仪质量分析，被电子倍增器（ＥＭ）或者同样高灵敏度

的离子探测器检测，二次离子计数强度是时间的函数，测试一直持续到计数强度降低到背景水平或者到

各元素开始强度的１％时为止。仪器必须能够将元素离子信号从分子干扰中分离出来。

４．６　检测空白硅样品以确定检测限，分子离子干扰、仪器背景、计数率极限都可能造成检测限升高。分

析过程中或测试结束时，Ｓｉ的基体元素（２８Ｓｉ、２９Ｓｉ或者３０Ｓｉ）的正二次离子计数率由法拉第杯（ＦＣ）或其
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